
Г. Є. Положій*, О. Г. Пономарьов, С. В. Колінько, В. А. Ребров, Р. О. Шуліпа, 

О. М. Калінкевич, О. В. Калінкевич 

 

Інститут прикладної фізики НАН України, Суми, Україна 

 

*Відповідальний автор: polojiy_ge@ipflab.sumy.ua 

 

ПРОТОННА ЛІТОГРАФІЯ: 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ 

 

Протонна літографія – перспективний метод літографії, над яким проводяться роботи в багатьох країнах. 

Цей метод має суттєві переваги над іншими методами літографії, зокрема у відсутності необхідності в поперед-

ньо виготовлених масках-шаблонах та високому аспектному відношенні отриманих структур. Численні 

публікації демонструють перспективні застосування протонної літографії в різних галузях, пов’язаних з 

виготовленням мікро- та наноструктур. Ця технологія може бути використана і для наноелектроніки, і для 

тривимірних мікроструктур з високим аспектним відношенням. В Інституті прикладної фізики НАН України 

розробляються технології протонної літографії. Останніми роками було впроваджено векторний метод 

літографії та систему електростатичного прибирання протонного пучка, а також проведено експерименти з 

протонної літографії по плівках хітозану, в тому числі вкритим тонкими плівками металів та сполук металів. 
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PROTON BEAM WRITING: 

WORLD EXPERIENCE AND PROSPECTIVES IN UKRAINE 

 

Proton beam writing is a promising lithography method that is being developed in many countries. This method has 

significant advantages over other lithography methods, amongst all, there is the absence of the need for prefabricated 

pattern masks and a high aspect ratio of fabricated structures. Numerous publications demonstrate prospective 

applications of proton beam writing in different fields related to micro- and nanostructures fabrication. Proton beam 

writing may be used both for nanoelectronics and three-dimensional microstructures with a high aspect ratio. Work on 

proton beam writing technology is being conducted at the Institute of Applied Physics of the National Academy of 

Sciences of Ukraine. Last years there were introduced vector proton beam writing method, an electrostatic blanker 

system for proton beam distortion, and experiments on proton beam writing on chitosan films were conducted, 

including the films covered with thin films of metals and metal compounds. 

Keywords: lithography, proton beam writing, nanolithography, microlithography, three-dimensional lithography, 

small-sized structure, chitosan. 
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